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円筒型マグネトロン装置のプラズマスパッタリング

Particle-PLUS計算事例
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モデル概要
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軸対称モデル

Tiターゲット 

（DC −300 V）

※ 鉛直方向は鏡面対称境界条件

内径 80 mm パイプ内壁への Ti コーティング

シミュレーション領域

基板

30 mm
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円筒型マグネトロン装置のプラズマスパッタリング
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静磁場
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[T]

※黒線は磁束（流線）

円筒型マグネトロン装置のプラズマスパッタリング
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プラズマ密度
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円筒型マグネトロン装置のプラズマスパッタリング

電子数密度

[/m3] [/m3]

イオンシース

イオン数密度
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電位・電場
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円筒型マグネトロン装置のプラズマスパッタリング

電位 電場

[V] [V/m]

強いシース電場
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スパッタリング
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円筒型マグネトロン装置のプラズマスパッタリング

ターゲット表面入射イオンの
エネルギー流束

ターゲット表面の
Ti エロージョン率

[W/m2]
[m

/s
]

（ターゲット上）
  電流 約 5.5 A/m2

  電力 約 2.2 kW/m2
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成膜
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円筒型マグネトロン装置のプラズマスパッタリング

スパッタ粒子の数密度

[/m3]

基板に到達した
スパッタ粒子の
エネルギー
ヒストグラム

原料ガスによる熱化

基板表面の
Tiデポジション率



関連項目 (Webリンク)
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https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/detail.html https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/column.html

https://www.wavefront.co.jp/inquiry.html https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/example.html

https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/column.html
https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/example.html
https://www.wavefront.co.jp/inquiry.html
https://www.wavefront.co.jp/CAE/particle-plus/detail.html
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